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近年、アモルファス希土類-遷移金属(RE-TM)合金である Tb-Fe-Co合金から成る磁性細線では低

電流で磁壁移動することが報告 1)されている。同じ RE-TM合金である Gd-Fe 合金による磁性細線

に於いても低電流で磁壁移動する可能性がある。今回、Gd-Fe 合金を用いた磁性細線を作製し電

流による磁壁移動特性について評価したので報告する。 

今回作製した磁壁移動素子は Gd-Fe合金磁性細線[MgO(2 nm)/Gd-Fe(20 nm)/Ru(3 nm)]、磁壁の

核生成の為のサブミクロンサイズのハード膜[Ta(2 nm)/Pt(2 nm)/[Co(0.5 nm)/Pd(0.8 nm)]17/Ta(3 nm)]、

磁化反転検出用ホールバー[Ta]、および電極[Ag]で構成される。Gd-Fe合金磁性細線の幅は 700nm

である。素子作製にはスパッタによる製膜、リソグラフィー、およびドライエッチングを用いた。  

外部磁界 3kOe を印加しハード膜と磁性細線の磁化方向を上向きに揃えその後磁界をゼロとし

初期化した。磁気光学顕微鏡を用いてこれを観察した(Fig.1)ところ細線中に明瞭な下向き磁区（黒）

が観察され、核生成されていることが分かった。毎初期化後、パルス幅 3～10µs の電流(-2.5mA)

を注入し、磁区を磁気光学顕微鏡で観察し磁壁移動距離を算出した。これを 10回繰り返し移動距

離の平均を Table.1に記した。3µs においてほとんど磁壁が動かなかったのに対して 5µs以上では

磁壁移動が観測された。これは、パルス幅を大きくすることによってスピントルクに加えて熱に

よる垂直磁気異方性減少が磁壁移動にかかわっているためと考えている。2.5mA は電流密度 1.6

×10
7
A/cm

2に相当し、Tb-Fe-Co磁性細線と比較(3×10
6
A/cm

2
)して大きな値となった。これは、キ

ャッピングの Ruへの分流が原因の一つと思われ、絶縁性材料によるキャッピングによって更なる

低電流化は可能だと考えている 

本研究の一部は、情報通信研究機構(NICT)の委託研究「革新的 

な 3 次元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術の研 

究開発」によるものです。 
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3 5 10

DW displacement(µm) 0.48 6.25 6.16

Pulse current width(µs)

Table. 1 Pulse current width and DW displacement 

Fig. 1 Domain observation 
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